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Dysza do chemicznego reaktora plazmowego

Przedmiotem wynalazku jest dysza do chemicznego reaktora plazmowego do prowadzenia reakcji w fazie
gazowej znajdujaca si¢ migdzy zespotem katody i anoda.

Dotychczas dysze jako elementy oddzielajace zesp6t katody od anody w reaktorach plazmowych mialy
postaé walca z osiowym cylindrycznym kanatem o dtugosci réwnej srednicy, prowadzacym tuk plazmy z powie-
rzchnig czotowa od strony katody wyko.iang w postaci wewnetrznego stozka, a druga powierzchnia czotowa
dopasowany do ksztattu czotowej powierzchni anody, przy czym w poblizu kanatu prowadzacego tuk plazmy
znajdowaty si¢ otwory doprowadzajace medium chtodzace.

Niedogodnoscia krdtkich dysz, a co za tym idzie krétkiego tuku plazmowego byto zbyt duze obcigzenie
cieplne reaktora powodujgce skrocenie Zywotnosci jego elementow, zwlaszcza dyszy i anody, spowodowane
duzymi pr,dami. ' ' ‘

Celem wynalazku jest wydtuzenie kanalu prowadzacego tuk w dyszach powodujace wydtuzenie tuku, co
pociaga za sobg koniecznos¢ zwigkszenia napie¢ i zmniejszenie obcigZenia cieplnego elementéw reaktora.

Cel ten osiagnieto poprzez konstrukcje dyszy sktadajacej si¢ z korpusu z cylindrycznym otworem prowa-
dzacym tuk stozkowo rozszerzonym ku gérze z przestrzenig na przeplywajace medium chtodzace, zamknigta,
otaczajaca otwor prowadzacy tuk, ktérej istota polega na tym, Ze stosunek dtugosci otworu prowadzacego tuk
do jego srednicy jest nie mniejsza niz trzy. '

Zalety rozwiazania wedtug wynalazku jest zmniejszenie obcigZenia cieplnego elementéw reaktora i wydtu-
Zenie ich Zywotnosci.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniowy w przyktadzie wykonania na rysunkach, na ktorych fig. 1 przed-
stawia przekr6j osiowy reaktora, a fig. 2 przekrdj osiowy dyszy.

Dysza 2 oddziela zesp6t katody 1 od anody 3 i urzadzenia 4 do zamrazania produktéw reakcji. Dysza 2
sktada si¢ z korpusu z cylindrycznym otworem prowadzacym luk 5 stozkowo rozszerzonym ku gérze o stosunku
dtugosci do srednicy nie mniejszym od trzech. Piericieniowa zamknigta przestrzer na przeptywajace medium
chtodzace otacza otwér prowadzacy tuk. Dysza 2 posiada ptaszczyzne czolowa od strony katody wykonana
w postaci wew.agtrznego stozka, a drugg powierzchni¢ czotows dopasowana do ksztattu czotowej powierzchni
anody, przy czym w poblizu kanatu prowadzacego tuk plazmy 5 wykonane s3 otwory doprowadzajace medium
chtodzace dysze 2.
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Dysza do chemicznego reaktora plazmowego do prowadzenia reakcji w fazie gazowej, sktadajaca si¢ z kor-
pusu z cylindrycznym otworem prowadzacym tuk stozkowo rozszerzonym ku gérze, z przestrzenia na przepty-
wajagce medium chtodzace zamknigta, otaczajacg otwdr prowadzacy tuk, znajdujaca si¢ pomiedzy zespotem
katody ianodg, znamienna tym, ze stosunek dtugosci otworu (5) prowadzacego tuk plazmy do jego
srednicy jest nie mniejszy niz trzy.
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